eminea| POPIS VYN ALEZU | 258548

(19) K AUTORSKEMU OSVEDCENI | @b

(51) Int. 1}

(22) p¥ihl&Seno 22 09 86 C 23 C 14/34
(21) Pv 6803-86.5

{40) zvefejn&no 17 12 87

URAD PRO VYNALEZY (45) vydéno 15 03 89

A OBJEVY

RYBAR OLDRICH, STANISLAV JIRI ing., LIBEREC,
(75) MATUSKA JOSEF ing., ZARNOVICE, DADOUREK KAREL ing. CSc.,
EXMER MILAN ing., LIBEREC, FREY AUGUSTIN, JABLONEC nad Nisou,

A slez .
utor vynélezu PIDRANSKY MIROSLAV ing., LIBEREC

(54) Magnetron pro depozici tenkych vrstev ve vakuu
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Jednd se o plandrni magnetron s magne-
ty uloZenymi po obvod&. Uvnit¥ je polovy
ndstavec. Magnetron je obdélnikovy, m&
chladicf desku a na nf{ je p¥ipevnén target.
Smér polarizace magnetd je souhlasny v ce- s -
1ém magnetickém obvod. Magnetron je vhodny Aj H
pro nandZeni vrstev ve vakuu z materidld 7 ] ] l J
jako Ti, Cu, Al, V, W, Cr, popffpadé i k od- e H
prafovan{ materidld ze slinutych karbida. s s
Lze ho umistit uvnit¥ vakuové néddoby nebo 1 sl s
i z vnéjsku. 5 3
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Vyndlez feX{ plandrni magnetron pro depozici tenkych reaktivnfch i nereaktivnich vrstev
ve vakuu.

V sou&asné dob& jsou vyuZivéna rQzn& Yefeni plandrnich magnetront. Tato Fe¥eni maji
znaénéd geometrick4 omezeni velikosti targetu z dfiivodu tvarovdni magnetického pole tak,
aby velikost magnetické indukce nepoklesla pod ur&itou kritickou hodnotu na povrchu targetu,
kterd je pro slofky Bx a By v rozmezi 100 a¥ 200 mT. Vzhledem k tomu, %e velikost sloZek
magnetické indukce Bx, By klesd s rostouci vzddlenosti od magnetd, je v mnoha p¥ipadech
velice nesnadnd realizace magnetronu s nep¥imym chlazenim targetu s ohledem na p¥L{lis velkou
vzddlenost povrchu targetu od roviny magnetd a tfm i malou hodnotu magnetické indukce na
povrchu targetu.

Tento pokles magnetické indukce je spojen navic, u klasicky ¥e¥enych magnetronl, se
zm&nou poméru intenzity hlavnfho a vedlej¥iho magnetického pole a tfm doché&zf ke zhorZeni
provoznich vlastnost{ magnetronu. Tento negativni jev lze do ur&ité miry kompenzovat pouZitim
permanentnich magnetdi na bdzi vzdcnych zemin (nap¥. Co-Sm, ALNiCo), které dévaji vySs1
intenzity magnetického pole, jejich nevyhodou -je v3ak mald dostupnost a vy5%f cena.

VySe uvedené nedostatky jsou odstran&ny magnetronem dle vynélezu, jehoZ podstata spo&iva
v tom, Ze do vybrdnf v t&lese magnetronu, ktery je z feromagnetického materidlu, je vloZena
chladici deska, na ni¥ je p¥ipevn&n target a pod ni je ulofen vnit¥ni podlovy néstavec z fe-
romagnetického materidlu, p¥idem¥ do dutiny mezi t&lesem magnetronu a vnit¥fnim pdlovym néstavcem
jsou vloZeny magnety. Celé téleso magnetronu je umist&no v anodickém pldSti na isola&nich
rozpé&rkich. Magnety v celém magnetickém obvod& jsou polarizovdny souhlasnd.

Magnetron dle vyndlezu mé vy%Z{ hodnotu magnetické indukce na povrchu targetu n&¥li
klasické magnetrony bez vyvedenych magnetickych péld a s nepfimym chlazenim targetu a
to obou sloZek Bx a By. Jejich velikost dosahuje 500 a% 700 ml ve vzddlenosti 15 mm nad
povrchem magnet®l. Nem& %4dné vedlejs{ magnetické pole a tudf} neni ndchylny k vytva¥ent
vedlejdich parazitnich vybojli. M4 vysok§y koeficiént vyufitf plochy ‘targetu a hlavni erosni
oblast zasahuje aZ k okrajim targetu.

Na rozdil od klasicky feZenych magnetronli, které majf variabilni délku a jejich S{¥ka
je déna drovni intenzity magnetického pole pou¥itych magnetd, p¥i tomto konstrukdnim usporadéni
nenf $1ifka omezena a je ji moZno roz¥i¥ovat zvydovéanim podtu magnetd ulofenych vedle sebe
mezi t&lesem magnetronu a vnit¥nim pdélovym néstavcem. '

Vysokd hodnota magnetické indukce sni¥uje pracovni nap&t{ magnetronu a tim se zmen¥uje
nebezpe&{ elektrickych prirazld k anod&. SouZasn& viak i stahuje plasmatické pole pFed magnet-
ronem smérem k targetu a tim se zmen3uje teplotn{ pole pfed targetem. To umoZfiuje naniSet
vrstvy na substrdty s ni¥¥fmi teplotami téni p#i zachovanf vysokych deposiénich rychlostf.

Na p¥ipojeném obrdzku je zndzorn&n p¥fklad proveden{ magnetronu dle vyndlezu. Zobrazeni
magnetronu je v pidorysu a v p¥{&ném fezu. Obr. 1 je pti¢ny ¥ez magnetronem z obr. 2, vedeny
p¥i&nou osou, obr. 2 je ¥ez magnetronem p¥i pohledu shora.

Magnetron na obr. 1 je tvofen t&lesem 1 magnetronu, které je z feromagnetického materidlu.
Ve vybréni télesa 1 magnetronu je ulofena dutd chladfici deska 5, kter& je tvo¥ena dvojict
desek vakuov® svafenych nebo spdjenych a v jejich¥ d8lfcf rovin& jsou vyfrézovany chladfct
kandly pro chladicf médium. Na této chladici desce 5 je uloZen target 4 pfipevn&ng na obvodd
a ve stfednf &&sti &rouby k chladici desce 5 (nezndzorn&no).

Ve st¥fedni &4sti magnetronu pod chladici deskou 5 je ulo¥en vnit¥n{ pdlovy ndstavec 3.
Do dutiny mezi t&lesem 1 magnetronu a vnit¥nim pdlovym ndstavcem 3 jsou vloZeny magnety
2, jejich%¥ smér magnetizace je po celém obvod& shodny a je dle obrdzku &. 1 a &. 2. Zadnf
strana magnetronu (spodek) je uzavifena zadni deskou 6, kterd je z feromagnetického materidlu,
a v této &4sti uzavird magnetické pole.
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Celé t&leso 1 magnetronu je vlofeno do anodického pldstd 7, které je od vlastniho
t&lesa 1 magnetronu oddéleno isola¥nimi rozp&rkami 8. Anodicky pl4st 7 je z neferomagnetického
materidlu a miZe byt chlazen., Na obr. &. 2 je Fez magnetronem p¥i pohledu shora. Zde je
zn&zorn&no ulofenf magnetd 2 po obvodd. Tvar magnetronu miZe byt obdélnikovy.

Magnety 2 jsou ulofeny do t&lesa z feromagnetického materidlu, a to ti{m zpisobem,
fe sméf magnetizace vZech magnetd v celém magnetickém obvodé je stejny od vnit¥niho pdlo-
vého ndstavce k t&lesu 1 magnetronu, které plsobi jako druhy pélovy néstavec. Timto zpiso-
bem je zarudeno vyvedeni obou pdld magnetického pole na nejvy%si Groveh, a to u vnit¥niho
p6lu pod chladici desku 5 a u vnéjsiho pdlu na Groven horni roviny chladici desky 5 popi.
i nad ni. Na téleso 1 magnetronu je pfivedeno stejnosmérné napdjec{ nap&ti o velikosti
200 aZ 500 V.

Magnetron dle vyndlezu je vhodny pro reaktivni i nereaktivni napraSovdni vrstev na
b&zi kovovych nemagnetickych elektricky vodivych materidld jako jsou nap¥. Ti, Cu, Al,
Ta, V, W, Cr apod. a je vhodny i k odpraSovdni materidll z targetl vyrobenych ze slinutych
pré$kl, které jsou porézni. Lze jej umistit jak z vné&jS{ strany vakuové néddoby, tak i dovnit¥,

vakuové komory.

PREDMET VYNALEZU

Magnetron pro depozici tenkych vrstev ve vakuu opatfeny p¥ivodem stejnosm&rného zdporné-
ho napdtf, p¥ivodem a vyvodem éhladici kapaliny vyzna&ujfci se tim, %e do vybréni v t&lese
(1) magnetronu z feromagnetického materidlu je vloZena chladici deska (5), na n{%Z je p¥ipev-
n&n target (4) a pod ni¥ je uloZen vnit¥nf pdlovy ndstavec (3) z feromagnetického materidlu,
ptidem? do dutiny mezi t&lesem (1) magnetronu a vnit¥nim pdlovym néstavcem (3) jsou vloZeny
magnety (2) a celé t&leso (1) magnetronu je umisténo v anodickém plé¥ti (7) p¥es izolaléni
rozpérky (8), pfilem? magnety (2) v celém magnetickém obvodé jsou polarisovény souhlasné&.

1 vykres
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